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透明導電膜は液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどの表示ディバイスの透明電

極として、あるいは薄膜ソーラーセルの窓用電極として用いられている。それは低抵抗率

を有しかつ可視光線に対して透明な性質を有するためである。現在、ＩＴＯ（インジウムス

ズ酸化物）薄膜が主として用いられているが、還元雰囲気下で着色するなどの欠点があり、

その低抵抗率』性が生かされていない。

そこで、著者らは還元ガス雰囲気に強いＺｎＯ系（酸化亜鉛に少量のAl203を混入した系、

これをＡＺＯとする）透明導電膜に着目し、ＩＴＯとＡＺＯを交互に堆積させた積層型透明導電

膜をレーザーアブレーションという新しい成膜法(PulsedLaserDepositionすなわちＰＬＤ

法とも言う)で作製することを試みた。得られた結果は次の通りである。

ｌ）この積層型成膜方法を、同時に研究している光記録膜にもGa203とIn203とで試みたと

ころ、各60～80層を交互に堆積させた場合、次々世代光記録膜として有望な波長300～

400nｍで大きな透過率差（アモルファス状態と結晶状態の問での透過率差）を得た。

（文献l）

２）ＺｎＯに2ｗｔ％のAl203を添加したＡＺＯと市販のＩＴＯをターゲットとして、ＰＬＤ法で成膜

した（ArFエキシマレーザー（波長l93nm）を、フルーエンス40～lOOmJ、繰り返し周

波数１０Ｈｚ、パルス幅6～8,s、エネルギー密度l～２５J/clliで使用する)。その結果、シート

抵抗は減少し、可視光平均透過率は増加するという透明導電膜として良好な特性が得ら

れた。さらに高分解能ＦＥ－ＳＥＭ観察およびＡＦＭ観察より、表面平均荒さが289nｍとい

う素晴らしい値が得られた。このことは表示ディバイスやソーラーセルの透明電極とし

て十分実用になることを示している。（文献2）
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